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© Linsenrasterschirm fur autostereoskopische Bildwahrnehmung. 



© 2.1. Aufgrund standig steigender Anforderungen an die Bildqualitat autostereoskopischer perspektivischer 
Darstellungen und Parallax-Panoramagramme sollen Storlichtreflexe auf dem Linsenrasterschirm vermieden und 
die Selektivitat in den seitlichen Randzonen des Linsenrasterschirms und in den au/teren Panoramafeldern 
verbessert werden. Verbesserungen sollen dabei stets mit einfachen Mitteln und damit okonomisch durchfuhrbar 
sein. 

2.2. Die Storlichtreflexe werden erfindungsgema/3 durch eine Auffacherung in ihrer Intensitat derart gemin- 
dert, da/3 sie vom Betrachter kaum noch wahrnehmbar sind. Die Auffacherung erfolgt durch eine moglichst 
unregelmatfige Reliefstruktur (R) im Mikrometerbereich auf der Oberflache (3) des Linsenrasterschirms (1). Die 
Verbesserung der Selektivitat wird durch eine Korrektur der Pitchbreiten P der Zylinderlinsen (2) erreicht. 
Au/terdem konnen die Schirmdicke T sowie dann auch der Krummungsradius K der Zylinderlinsen (2) variiert 
werden. 

2.3. Linsenrasterschirme fur autostereoskopische Bildwahrnehmung, insbesondere Groflbild-Projektionsschir- 

me. 
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Die Erfindung bezieht sich auf einen Linsenrasterschirm fur autostereoskopische Bildwahrnehmung mit 
einer Schirmdicke T und vertikal verlaufenden Zylinderlinsen des Krummungsradius K und der Pitchbreite P 
auf seiner Vorderseite. 

Bei der Autostereoskopie konnen stehende oder bewegte Bilder mit mindestens einer Perspektive 
s mittels eines Linsenrasterschirms vom Betrachter ohne weitere Hilfsmittel raumlich wahrgenommen werden. 
Dabei konnen die Bilder entweder selbst gerastert sein oder gerastert projiziert werden. Die optische 
Vereinigung der einzelnen Rasterstreifen fur das perspektivische Sehen erfolgt durch die vertikal verlaufen- 
den Zylinderlinsen auf der Vorderseite eines solchen Linsenrasterschirms. 

Ein derartiger Linsenrasterschirm ist beispielsweise aus der DE-OS 37 00 525 bekannt. Hierbei handelt 
w es sich um einen groflflachigen Projektionsschirm, auf dem mit Hilfe mehrerer Projektoren Parallax- 
Panoramagramme erzeugt werden. Bei der Projektion entsteht jedoch auch in Hone der Projektionsobjekti- 
ve ein horizontales Lichtband auf der Oberflache der Zylinderlinsen des Projektionschirms. Dieses Storlicht- 
band entsteht durch das aus den Projektionsobjektiven austretende Licht in Form von feinen vertikalen, den 
Objektivdurchmessern entsprechenden Lichtstreifen auf jedem Linsenscheitel. Es handelt sich um die 
75 Abbildungen der leuchtenden Austrittspupillen der Objektive auf der spiegelnden Oberflache des Projek- 
tionsschirms. Je nach Anzahl der Projektoren kommt es fur das Storlichtband zu einer additiven Wirkung; 
Helligkeit und Breite des Storlichtbands werden durch die Lichtstarke und Objektivdurchmesser der 
Projektoren bestimmt. 

Aus der US-PS 1,867,199 ist ein Projektionsschirm fur monoskopische Darstellungen bekannt, dessen 
20 Vorderfront zur Strahllenkung eine Grobreliefstruktur in Form von vertikal verlaufenden optischen Elementen 
und auf deren Oberflache ein Feinreliefstruktur zur Erzielung einer Antireflexwirkung aufweist. Die vertikal 
verlaufenden optischen Elemente sind als Rillen ausgebildet, haben alle die gleichen Abmessungen und 
Konturen und begrenzen die seitliche Diffusion des reflektierten Projektorlichts auf einen vorgegebenen 
Betrachtungsbereich. Innerhalb dieses Bereichs kommt es so zu einer gleichmafligeren Diffusion. Die 
25 Feinreliefstruktur wird zwar auch von Rillen, jedoch in der Art von Kratzern, Riefen oder Schrammen 
gebildet, die sich im wesentlichen in horizontaler Richtung erstrecken und eine Diffusion in vertikaler 
Richtung bewirken. 

Bei Projektionsschirmen o.a. mit vorbestimmter Verteilung des Bildlichts gema/3 der DE-OS 22 60 985 
soli das "Nutzlicht" ebenfalls moglichst vollstandig und gleichmatfig verteilt in einem vorgegebenen 

30 Betrachtungsbereich in Erscheinung treten sowie "Storlicht", das durch andere, unerwunschte Lichtquellen 
auftritt, so abgewiesen werden, da/3 es im vorgegebenen Betrachtungsfeld nicht wahrnehmbar ist. Hierzu ist 
die Vorderfront mit einer Vielzahl von aneinandergrenzenden, in parallelen, vertikal verlaufenden Reihen 
befindlichen optischen Mikroelementen versehen, die jeweils das einfallende "Nutzlicht" unter vorbestimm- 
ten vertikalen und horizontalen Feldwinkeln mit im wesentlicher gleicher Luminanz wieder verteilen. Durch 

35 die beschriebenen Mikroelemente konnen nur Storlichteffekte von Fremdlichtquellen aus dem Betrach- 
tungsraum ferngehalten werden, ein Storlichtband mehrerer Projektoren, wie es bei der stereoskopischen 
Bilddarstellung auftritt, kann durch die Mikroelemente weder ausgeblendet, noch in seiner Wirkung beein- 
fluflt werden. 

Der genannten DE-OS sind auch Einzelheiten zur Herstellung der optischen Mikroelemente auf der 
40 Vorderflache eines solchen Projektionsschirms zu entnehmen. Im wesentlichen beruht das Verfahren darauf, 
im selben Arbeitsgang beim Schneiden einer geradlinigen Rille mit variierender Schneidtiefe abwechselnde, 
konkav und konvex ausgebildete Mikroelemente zu erzeugen. Der Herstellungsproze/3 ist allerdings dreistu- 
fig : zuerst wird ein Positiv geschnitten und von diesem dann eine Negativmatrize abgeformt, die dann der 
Abformung der Positivformen dient. 
45 In der US-PS 4,114,983 wird fur eine Antireflexwirkung ein optisches Element mit einer vollig 
unregelma/Sig mikrostrukturierten Oberflache beschrieben. Die Mikrostrukturen werden durch Atzen herge- 
stellt, wobei eine negative Beeinflussung der gesamten Oberflache nicht zu vermeiden ist. Hergestellt 
werden die optischen Elemente durch Stempelpressen. Hierfur sind ebene Oberflachen erforderlich, da 
ansonsten aufwendige Justagen zur Erzielung von Deckungsgleichheit mit gekrummten Flachen erforderlich 
50 waren. 

Ebenfalls nicht geeignet, das Storlichtband beim Einsatz mehrerer Projektoren zur autostereoskopi- 
schen Bilddarstellung weitgehend zu verhindern, sind die der US-PS 4,701,020 zu entnehmende "black 
mask" oder die der DE-OS 31 41 957 zu entnehmende "Mattierungsschicht". Die dabei auftretende, 
unerwunschte Minderung der Intensitat kann fur dreidimensionale Projektionen nicht in Kauf genommen 
55 werden. 

Das der Erfindung zugrundeliegende spezielle Problem besteht darin, das oben genannte, fur den 
Betrachter storende Lichtband auf dem Linsenrasterschirm weitgehend zu vermeiden. Zusatzlich soil bei 
der Problemlosung beachtet werden, da/3 diese einfach und damit okonomisch in den Mitteln ihrer 
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Durchfuhrung ist. 

Die technische Lehre gema/3 der Erfindung besteht bei einem Li risen rasterschirm der eingangs 
genannten Art darin, da/3 die Zylinderlinsen auf ihrer Oberflache Reliefstruktur zur Erzielung einer Antireflex- 
wirkung aufweisen, bei der infinitesimal kleine Reflexionsflachen nach einem vorgegebenen, vertikal 

5 verlaufenden Muster gegen die Achsen der Zylinderlinsen geneigt sind. 

Eine solche Reliefstruktur fuhrt dazu, da/3 das Storlichtband nicht mehr als verhaltnismatfig helles, 
schmales Lichtband erscheint, sondern aufgeweitet und grotftenteils in fur den Betrachter nicht sichtbare 
Bereiche (Reflexion an den schragen Reflexionsflachen der Reliefstruktur) und als geringer Rest in feine 
Lichtpunkte (Reflexion an den Scheiteln aneinandergrenzender Reflexionsflachen der Reliefstruktur) von 

w entsprechend geringer Intensitat aufgefachert wird. Die Struktur wirkt damit storenden Lichtreflexen auf dem 
Linsenrasterschirm entgegen. Die Lichtintensitat des noch wahrnehmbaren Storlichtbandes latft sich da- 
durch auf beispielsweise 0,05% eines nicht aufgeweiteten Bandes senken. Die Storlichtband-Aufweitung 
fuhrt zwar auch zu einer jedoch geringfugigen Verschleierung bzw. Kontrastminderung des Gesamtbildes, 
insgesamt bedeutet dies aber eine erheblich geringere Beeintrachtigung der Wiedergabequalitat als durch 

75 ein schmales Storlichtband. Weiterhin werden durch die Reliefstruktur auch andere Storlichteffekte auf dem 
Linsenrasterschirm, beispielsweise durch weitere Lichtquellen im Betrachterraum, weitgehend vermieden. 
Durch die Reliefstruktur konnen mit einfachen Mitteln Storlichtreflexe wirksam reduziert werden. Zusatzliche 
Antireflexfolien o.a., die beispielsweise vor den Linsenrasterschirm montiert werden mu/Sten, sind weniger 
effektiv. 

20 Infolge der vertikal orientierten Reliefstruktur des erfindungsgema/ten Linsenrasterschirms wird das 
Storlicht in Richtung des oberen und unteren Randes des Schirms gestreut. Das fuhrt zu einer besonders 
gunstigen vertikalen Aufweitung und Auffacherung des Storlichtbandes. Im optimalen Fall wird das Storlicht 
uber die Gesamtflache des Linsenrasterschirms verteilt. 

Die vertikal orientierte Reliefstruktur kann jedes Muster aufweisen, das die Bedingung erfullt, fur eine 

25 optimale Storlichtreflex-Unterdruckung nur Tangentialpunkte zur gekrummten Oberflache jeder Zylinderlinse 
auf der Vorderseite des Linsenrasterschirms zu haben. Fur die gezielte Berechnung und die Herstellung der 
vertikal orientierten Reliefstruktur aus den infinitesimal kleinen Reflexionsflachen ist es aber gunstig, wenn 
diese auf jeder Zylinderlinse ein regelmatfiges Muster aufweist. Solche Muster konnen beispielsweise einen 
Sinus-, Dreieck- oder Sagezahnverlauf der einzelnen Reflexionsflachen haben. Die Reproduzierbarkeit der 

30 Reliefstruktur wird dadurch sehr einfach. Auch kann mathematisch bestimmt werden, welche Reliefstruktur 
bezuglich ihrer Antireflexwirkung fur den jeweiligen Anwendungsfall optimal ist. Beispielsweise kann bei 
Dreieck- oder Sagezahnverlauf durch die Bestimmung des Flankenverlaufs der Reflexionsflachen der 
Hauptanteil des Storlichts in Regionen ober- oder unterhalb des normalen Wahrnehmungsbereichs des 
Betrachters gelenkt werden. 

35 Besonders gunstig ist es, wenn das vertikal verlaufende Muster der Reliefstruktur unregelmafiig ist. Die 
Streuwirkung der Reliefstruktur auf jeder einzelnen Zylinderlinse ist bei einem unregelmafligen Muster, d.h. 
bei einem Muster mit Anordnung der kleinen Reflexionsflachen ohne Periodizitat besonders gut, weil 
dadurch auch bezuglich der Bildinhalte horizontal verlaufende Hell-/Dunkelbander vermieden werden. Die 
oben erwahnte Bedingung der Tangentialpunkte mu/3 naturlich auch bei einem unregelma/Sigen Muster 

40 eingehalten sein. Ein solches Muster kann zufallig entstanden sein, es kann aber auch eine Zusammenset- 
zung aus den oben erwahnten regelmafligen Mustern sein. Weiterhin kann das unregelmatfige Muster auf 
jeder Zylinderlinse anders ausgebildet sein. 

Weiter verbessert wird die Antireflexwirkung, wenn nach einer Ausgestaltung des erfindungsgema/ten 
Linsenrasterschirms die Reliefstruktur zwischen benachbarten Zylinderlinsen einen Versatz aufweist. So 

45 entsteht eine Reliefstruktur, die horizontal uber alle Zylinderlinsen in einem unregelmatfigen Muster 
ausgebildet ist. Durch diese zusatzliche Ma/3nahme, die beabsichtigt oder zufallig durchgefuhrt werden 
kann, wird eine optimale Aufweitung und Verteilung des Storlichtbandes uber den gesamten Linsenraster- 
schirm erreicht. Fur den Betrachter werden storende "Komplett-Verschiebungen" des aufgeweiteten Stor- 
lichtbandes in den oberen oder unteren Teil des Schirms durch die Vermeidung eines horizontal alle 

50 Zylinderlinsen ubergreifenden, regelmatfigen Musters der Reliefstruktur ausgeschlossen. Der Versatz der 
vertikalen Reliefstruktur zwischen benachbarten Zylinderlinsen kann um einen vorgegebenen, konstanten 
oder jeweils um einen zufalligen Betrag erfolgen. Optimal fur die Antireflexwirkung des erfindungsgema/ten 
Linsenrasterschirms ist eine Reliefstruktur, die vertikal und horizontal uber alle Zylinderlinsen ein unregel- 
mafliges, ein zufalliges Muster aufweist. 

55 Gema/3 einer, einen anderen Parameter betreffenden Ausgestaltung des Erfindungsgegenstandes ist es 
vorteilhaft, wenn die Pitchbreite P der Zylinderlinsen symmetrisch von der Mitte des Linsenrasterschirms zu 
dessen beiden Seitenrandern hin abnimmt. Mit dieser Ma/3nahme wird eine strahlenoptische Korrektur des 
Wiedergabebildes durchgefuhrt, die besonders die Bildqualitat in den seitlichen Randzonen oder bei 
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mehrfeldiger Panoramagrammdarstellung in den au/teren Panoramagrammfeldern deutlich verbessert. Die 
Selektivitat des Linsenrasterschirms wird dadurch wesentlich erhoht. Mittels der Pitchbreitenkorrektur kann 
die Richtung des reflektierten Strahlenbundels jeder einzelnen Zylinderlinse kontrolliert werden. Ziel ist es 
dabei, die Strahlenbundel so zu lenken, da/3 sie sich fur ausgewahlte Panoramagrammfelder jeweils in 

s einem Punkt schneiden. Die Abweichungen durch Streuung, die die Selektivitat vermindern, sind weitge- 
hend eliminiert. Bei besonders vielen nebeneinanderliegenden Panoramagrammfeldern kann auf Grund 
einer feldbezogenen Berechnung der Pitchbreitenkorrektur eine gleicherma/ten optimale Selektivitatsverbes- 
serung uber den gesamten Wiedergabe-bereich nicht erreicht werden. In diesem Fall ist dann je nach den 
jeweiligen Anforderungen fur den Betrachter, der sich bewegen oder sitzen kann, festzulegen, welche 

w Panoramagrammfelder in ihrer Wiedergabequalitat optimiert werden sollen. Hierbei handelt es sich meist 
um das zentrale Feld und die ihm benachbarten Felder. 

Eine Pitchbreitenveranderung mit abnehmendem Ma/3 zum Bildschirmrand hin wird zwar auch in der 
europaischen Patentanmeldung EP-A2-0404289 beschrieben, hierbei handelt es sich jedoch um eine 
Anpassung der Pitchbreite eines Linsenrasters fur einen flachen Bildschirm, um ein Bild mit vorgegebenem 

75 konstantem Pixel rasterma/3 stereoskopisch wiedergeben zu konnen. Befindet sich ein derart gerastertes 
Bild, welches Rasterstreifen mit konstanter Breite in paarweiser Zuordnung zur Herstellung der Raumtiefe 
aufweist, hinter einem Linsenraster, so wird fur den Betrachter der Einblickwinkel auf die seitlichen 
Rasterstreifen immer spitzer. Diese zunehmend spitzen Winkel mussen zwangslaufig die Pitchbreiten der 
jeweiligen Zylinderlinse beeinflussen, um ein Ubersprechen der dargestellten Bildperspektiven in den 

20 Randbereichen des flachen Bildschirms zu verhindern. Ein Ergebnis der Pitchbreitenanpassung ist naturlich 
auch eine gewisse strahlenoptische Korrektur der Bildwiedergabe. Bei der Pitchbreitenveranderung gema/3 
der oben genannten EP-A2 wird das Ziel verfolgt, bei konstantem Pixelrasterma/3 die stereoskopische 
Betrachtung des gesamten Wiedergabebildes und nicht nur in Teilbereichen zu ermoglichen. Dies beson- 
ders im Hinblick darauf, da/3 der vorgeschlagene flache Bildschirm mit vorgesetztem Linsenraster als 

25 Arbeitsplatzgerat bei Burotatigkeiten einsetzbar ist. 

Nach einer, einen weiteren Parameter betreffenden vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgema/ten 
Linsenrasterschirms nimmt die Schirmdicke T symmetrisch von der Mitte des Linsenrasterschirms zu 
dessen beiden Seitenrandern hin zu. Eine derartige konkave Krummung der Vorderflache des Schirms ist 
besonders gunstig fur den Einsatz bei einem flachen Bildschirm mit vorgesetztem Linsenraster, wie er 

30 weiter oben im Zusammenhang mit der EP-A2 erwahnt wird. Trotz der vorgegebenen Planaritat des 
Bildschirms besteht dadurch die Moglichkeit, die Vorderflache des Linsenrasterschirmes so zu krummen, 
da/3 eine strahlengeometrische Richtungslenkung der transmittierten Strahlen auf den Betrachter hin zur 
Erzeugung perspektivischen Sehens erfolgen kann. Eine derartige Schirmverdickung findet ihre Grenzen in 
der akzeptablen Beeintrachtigung der Fokussierung. 

35 Nimmt gema/3 dem Voranstehenden bei einem Linsenrasterschirm die Pitchbreite P zu den Randern 
hin ab und die Schirmdicke T zu, ist es gema/3 einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung vorteilhaft, wenn 
der Krummungsradius K der Zylinderlinsen symmetrisch von der Mitte des Linsenrasterschirms zu dessen 
beiden Seitenrandern hin zunimmt. Dadurch wird die Wiedergabeqaulitat des erfindungsgema/3en Linsenra- 
sterschirms auch in den Randbereichen optimal korrigiert und verbessert. 

40 Nach einer anderen Ausgestaltung des erfindungsgema/3en Linsenrasterschirms kann vorteilhaft die 
Schirmdicke T auch konstant sein. Dadurch ist die Lage der Abbildungsebene, also die Lage der 
Reflexionsschicht auf der Ruckseite des Linsenrasterschirms, bezuglich der Lage des Zylinderlinsenrasters 
auf der Vorderseite konstant. Eine Zunahme der Aufweitung eines Strahlenbundels an den Randern eines 
Linsenrasterschirms mit zunehmender Dicke und damit eine Verschlechterung der Selektivitat ist so 

45 vermieden. Au/3erdem ist ein planparalleles Plattenmaterial fur den Linsenrasterschirm fertigungstechnisch 
gut beherrschbar und me/3technisch einfach kontrollierbar. 

Ein weiteres Kriterium fur die Einsatzmoglichkeiten der Erfindung und ihrer Ausgestaltungsformen ist 
die Gro/3e eines derartigen Linsenrasterschirms; dieser kann vorzugsweise als Projektionsschirm zur 
Gro/3bildprojektion eine gro/3e Bilddiagonale aufweisen. Fur derart gro/3e Prohjektionsschirme (Bilddiagonale 

50 im Meterbereich) ist die Anwendung der erfindungsgema/3 vorgesehenen Reliefstruktur mit Pitchbreitenkor- 
rektur bei konstanter Schirmdicke besonders vorteilhaft. Bei dem mit der Erzeugung mehrerer Perspektiven 
verbundenen Einsatz vieler Projektoren tritt ohne weitere Ma/3nahmen ein Storlichtband besonders signifi- 
kant auf. Au/3erdem nimmt bei Gro/3bildprojektionen die Selektivitat in den au/3eren Panoramafeldern ab. 
Dies la/3t sich einfach durch die Pitchbreitenkorrektur verbessern. Ubersprechen durch Strahlenbundelauf- 

55 weitung auf Grund zunehmender Schirmdicke wird unterdruckt. 

Weiterhin konnen Ausfuhrungsformen der Erfindung vorteilhaft so ausgestaltet sein, da/3 der Linsenra- 
sterschirm mindestens einfach geteilt ist. Derartige Teilungen in zwei oder mehrere Teile sind besonders 
bei gro/3flachigen Projektionsschirmen angebracht. Die Herstellung der einzelnen Platten und der Transport 



4 



EP 0 493 863 A2 



werden dadurch wesentlich erleichtert. Eine Montage der einzelnen Platten kann beispielsweise durch 
punktuelle Verklebung der Platten mit einer stabilen Unterlage erfolgen. Die erforderliche Krummung des 
Linsenrasterschirms wird beispielsweise mit einem Spannrahmen hergestellt. 

Von wesentlicher Bedeutung fur derartige Ausfuhrungsformen der Erfindung ist es, aus wirtschaftlichen 

5 und fertigungstechnischen Grunden Teilungen so vorzunehmen, da/3 einzelne Teile identisch und damit 
gegeneinander austauschbar sind. Teilungen sollten deshalb auf eine grd/3tmdgliche Anzahl gleichartiger 
Teile ausgerichtet sein. Das kann in besonders gunstiger Weise erreicht werden, indem Teilungsnahte 
horizontal und/oder vertikal liber den Linsenrasterschirm symmetrisch zueinander angeordnet sind. Sind die 
einzelnen Zylinderlinsen unterschiedlich in ihrer Breite aufgrund einer durchgefuhrten Pitchbreitenkorrektur, 

w ist dies bei der Teilung zu beachten. Gegebenenfalls kann es zur Erzielung vieler gleichartiger Teile 
zweckma/3ig sein, die Pitchbreitenkorrektur intervallartig durchzufuhren, d.h. die Pitchbreite immer uber 
einige Zylinderlinsen konstant zu lassen. 

Linsenrasterschirme nach der Erfindung weisen, wie bereits erlautert, die Reliefstruktur auf der Oberfla- 
che der Zylinderlinsen zur Vermeidung von Storlichtreflexen auf. Die Ausma/te der Reliefstruktur bewegen 

75 sich dabei im Mikrometer-Bereich. Die Herstellung ist mit einer entsprechenden Genauigkeit durchzufuhren, 
beispielsweise so, da/3 eine Matrize mittels eines Schneidstichels mit einem, einer vorgegebenen Eintauch- 
tiefe uberlagerten wechselnden Stichelhub in benachbarten, sich mit ihren Randern uberlappenden Bahnen 
geschnitten und zur Abformung des Linsenrasterschirms eingesetzt wird. Das Prinzip einer Abformung von 
einer Matrize ist allgemein bekannt (siehe beispielsweise die weiter oben genannte DE-OS 22 60 985) und 

20 ermoglicht die Herstellung von nahezu beliebig feinen Strukturen. Besonders bei relativ komplizierten 
Strukturen im Mikrometer-Bereich ist es von Vorteil, da/3 eine mehrfache Abformumg jedes herzustellenden 
Linsenrasterschirms von einer Matrize weniger aufwendig ist, als die direkte Bearbeitung eines jeden 
einzelnen Schirms. Im weitesten Sinne soil bei der Matrizenabformung auch die Abformung von einer 
Walze verstanden werden, da hierbei nur eine kinematische Umkehr zwischen Werkstuck und Werkzeug 

25 erfolgt. Damit zahlen zu der genannten Art der Abformung das Herstellen durch Walzen, Pressen oder 
Lackabformen mit einer Matrize. Fur eine Lackabformung ist eine fur aushartende Bestrahlung transparente 
Matrize zweckma/3ig. Eine grundsatzlich andere Methode einer Abformung stellt beispielsweise das Photo- 
atzen dar; auch auf solche Weise lassen sich gema/3 der Erfindung ausgebildete Linsenrasterschirme 
herstellen. 

30 Im folgenden werden an Hand der Figuren der erfindungsgema/te Linsenrasterschirm und davon 
bevorzugte Ausfuhrungsformen naher erlautert. Die Darstellungen in den Figuren sind schematisch und 
teilweise stark vergrd/tert. 
Es zeigen dabei die 

Figur 1 : eine Gro/3bild-Projektionseinrichtung mit Linsenrasterschirm; 

35 Figur 2 : einen stark vergrd/terten Ausschnitt des Schirms zur Darstellung der Reliefstruktur; 

Figur 3,4,5 : bevorzugte Reliefstrukturen auf den Zylinderlinsen; 

Figur 6 : eine Projektionseinrichtung mit pitchbreiten-korrigiertem Linsenrasterschirm; 

Figur 7,8,9,10 : bevorzugte Teilungen des Linsenrasterschirms; 

Figur 11,12,13 : einzelne Schritte eines Herstellungsverfahrens fur den Linsenrasterschirm. 

40 Die Figur 1 zeigt einen Linsenrasterschirm 1 mit einer Schirmdicke T und vertikal verlaufenden 
Zylinderlinsen 2 einer Pitchbreite P auf seiner Vorderseite 3. Die Zylinderlinsen 2 sind der besseren 
Ubersicht wegen nur teilweise dargestellt. Der Linsenrasterschirm 1 ist im gewahlten Ausfuhrungsbeispiel 
ein Projektionschirm 4 mit einer gro/ten Bilddiagonalen im Meterbereich. Auf diesem werden mittels 
Projektoren 5,6,7 Parallax-Panoramagramme fur eine autostereoskopische Bildwahrnehmung erzeugt. 

45 Die Zylinderlinsen 2 weisen auf ihrer Oberflache 8 eine vertikal orientierte Reliefstruktur R auf. Da die 
Darstellung des Linsenrasterschirms 1 stark verkleinert ist, ist eine genaue Ausbildung der Reliefstruktur R 
der Figur 1 nicht zu entnehmen. Deren Beschreibung ist den nachfolgenden Figuren zu entnehmen. Die 
Wirkung der Reliefstruktur R ist jedoch in Figur 1 deutlich zu erkennen. Diese liegt darin, da/3 sie 
Storlichtreflexe weitgehend vermeidet, weshalb man auch von einer "Antireflexstruktur" sprechen kann. Im 

50 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel wiirden ohne die Reliefstruktur R die leuchtenden Austrittspupillen von 
Objektiven 9,10,11 der Projektoren 5,6,7 als feine vertikale Striche auf der Oberflache 8 jeder Zylinderlinse 
2 abgebildet werden. Die Summe aller Striche wurde dem Betrachter als ein horizontales Storlichtband 
erscheinen - in der Figur 1 gestrichelt angedeutet. Die Reliefstruktur R auf der Oberflache 8 aller 
Zylinderlinsen 2 weitet das Storlichtband jedoch in Richtung eines oberen Randes 12 und eines unteren 

55 Randes 13 des Linsenrasterschirms 1 auf - in der Figur 1 durch Pfeile und Strichelung angedeutet. Dabei 
erfolgt die Aufweitung auf Grund der Ausbildung der Reliefstruktur R durch gerichtete Reflexion des 
Storlichts und Aufspaltung in sehr kleine Lichtpunkte. Durch die Verteilung des Storlichtbandes optimal uber 
den gesamten Linsenrasterschirm 1 weist dieses nur noch eine sehr geringe, vom Betrachter kaum noch 
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wahrnehmbare Lichtintensitat auf. Mit der Reliefstruktur R werden auch alle anderen Storlichtreflexe, die 
beispielsweise durch weitere Lichtquellen im Betrachterraum erzeugt werden, unterdruckt. 

Die Figur 2 zeigt einen stark vergrd/terten Ausschnitt des Linsenrasterschirms 1. Die Reliefstruktur R 
auf der Oberflache 8 jeder Zylinderlinse 2 weist im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel ein unregeima/Siges 

s Muster 20 auf. Dieses unregelmatfige Muster 20 besteht aus einem standigen, unperiodischen Wechsel von 
ansteigenden Flanken 21 und abfallenden Flanken 22 (infinitesimal kleine Reflexionsflachen). Durch diese 
Ausbildung ist die Bedingung erfullt, da/3 die Reliefstruktur R nur Tangentialpunkte 23 zur Vorderseite 3 des 
Linsenrasterschirms 1 aufweisen soli. Dadurch wird eine sehr gute Streuung des Storlichts vom Betrachter 
weg und Minimierung des direkt reflektierten Storlicht-Restanteils an den Tangentialpunkten 23 gewahrlei- 

w stet. Weiterhin ist das unregelmaflige Muster 20 auch horizontal uber alle Zylinder-linsen 2 unregelma/Sig, 
d.h. an Begrenzungslinien 24 zwischen den Zylinderlinsen 2 treten Versatze 25 im unregelmafligen Muster 
20 auf. Durch diese Maflnahme ist die Antireflexwirkung des Linsenrasterschirms 1 mit der Reliefstruktur R 
optimal, da jede Zylinderlinse 2 das Storlichtband unterschiedlich aufweitet. 

Herstellungstechnisch ist die Reliefstruktur R mit vertikal unregelmafligem Muster 20 relativ aufwendig. 

75 Deshalb sind in den Figuren 3,4 und 5 regelmaflige Muster 26,27,28 dargestellt, die auch die Bedingung 
der Tangentialpunkte 23 erfullen, aber durch ihre Periodizitat leichter herstellbar sind. Benachbarte Zylin- 
derlinsen 2 sollten unbedingt versetzte oder abweichende Periodizitaten aufweisen. 

Die Figur 3 zeigt als Reliefstruktur R ein regelma/Siges Sinus-Muster 26 auf der Oberflache 8 der 
Zylinderlinsen 2. Eine Sinusuberlagerung 29 hat im Ausfuhrungsbeispiel eine Wellenlange 30 von 1 mm 

20 und eine Amplitude 31 von 2,26 urn. 

Daraus errechnet sich ein Reflexionsverhaltnis zwischen der doppelten Amplitude 31 als Ausschlagbe- 
reich der Sinusuberlagerung 29 und der Wellenlange 30 von 0,45 %. Dabei ist das Reflexionsverhaltnis das 
Matf fur das Reststorlicht, welches an den Tangentialpunkten 23, die bei dem Sinus-Muster 26 auf 
Sinusscheiteln 32 und Sinustalern 33 auf der Oberflache 8 der Zylinderlinsen 2 liegen, in einzelne 

25 Lichtpunkte mit beispielsweise 2,26 urn Durchmesser aufgespalten und direkt zum Betrachter reflektiert 
wird. Ersichtlich handelt es sich urn einen sehr kleinen Wert gegenuber dem Wert 100% der Storlichtinten- 
sitat des Lichtbandes ohne Antireflexstruktur. Die sehr gute Wirkung der "Antireflexstruktur" ist damit auch 
zahlenmatfig belegt. Das angegebene Zahlenbeispiel bezieht sich auf eine Projektionseinrichtung gema/3 
Figur 1 mit einer Projektionsentfernung von 3500 mm und einem Objektivdurchmesser von 25 mm. Die 

30 gewahlte Amplitude 31 von 40 um fuhrt zu unwesentlichen Beeintrachtigungen der Pitchbreite P der 
Zylinderlinsen 2. Weiterhin ist der Figur 3 der vertikale Versatz 25 an den Begrenzunglinien 24 der 
Zylinderlinsen 2 zu erkennen, der zu einem horizontal unregelmatfigen Muster fuhrt. Bei dem Sinus-Muster 
26 ist der Versatz 25 leicht durch eine Verschiebung der Sinusuberlagerung 29 auf jeder Zylinderlinse 2 zu 
erreichen. 

35 In der Figur 4 ist ein regelmafliges Dreieck-Muster 27 dargestellt. Bei einem Muster mit geradlinigen 
Flanken ist die gerichtete Reflexion starker als bei einem Muster mit gekrummtem Verlauf, wie beipielswei- 
se dem voran beschriebenen Sinus-Muster 26. Das Dreieck-Muster 27 weist flach ansteigende und 
abfallende Flanken 34,35 auf. Dadurch wird das Storlicht in Richtung zum oberen und unteren Rand 12,13 
des Linsenrasterschirms 1 aufgefachert, und damit aus dem Wahrnehmungsbereich des Betrachters 

40 abgelenkt. Der Versatz 25 ist im Ausfuhrungsbeispiel gleichmatfig. Die Figur 5 zeigt dagegen ein Sagezahn- 
Muster 28, das das Storlicht mit einer sehr langen, flach ansteigenden Flanke 34 in nur eine Richtung, im 
Ausfuhrungsbeispiel in Richtung des oberen Randes 12 reflektiert. Das Sagezahn-Muster 28 auf jeder 
Zylinderlinse 2 bildet eine Reliefstruktur R mit "Dachziegelcharakter". Ansonsten gelten auch fur die Muster 
27,28 die bisher ausgefuhrten allgemeinen Erlauterungen. 

45 Welches Muster 20,26,27 oder 28 auf dem Linsenrasterschirm 1 ausgefuhrt wird, hangt von den 
jeweiligen Randbedigungen ab. Diese werden u.a. bestimmt durch die Art und Anforderungen der Bildwie- 
dergabe, durch die zu vermindernden Storlichtreflexe auf dem Linsenrasterschirm 1 und die Anforderungen 
durch den oder die Betrachter in sitzender, stehender oder bewegter Position. 

In der Figur 6 ist eine Projektionseinrichtung mit einem pitchbreiten-korrigierten Linsenrasterschirm 40 

50 dargestellt. Der Linsenrasterschirm 40 weist als Projektionsschirm zur Groflbildprojektion eine gro/te Bilddia- 
gonale (Meterbereich) auf, er hat die Schirmdicke T und eine Bildschirmbreite B. Weiterhin ist er mit einem 
Krummungsradius KR gekrummt, der dem Projektions- bzw. Betrachtungsabstand entspricht. Der Linsenra- 
sterschirm 40 ist auf seiner Ruckseite 41 mit einer Reflexionsschicht 42 versehen, die beispielsweise eine 
Keulen-Charakteristik aufweist. Auf seiner Vorderseite 3 sind die Zylinderlinsen 2 mit der Reliefstruktur R 

55 der besseren Ubersicht halber nur bereichsweise angedeutet. In einem Mittenbereich 43 des Linsenraster- 
schirms 40 sind Zylinderlinsen 2h und 2n1 mit einer Pitchbreite Pm, in beiden Randbereichen 44,45 sind 
Zylinderlinsen 2h und 2n1 mit einer Pitchbreite Pr dargestellt. Bei den Zylinderlinsen 2h handelt es sich um 
Hauptlinsen, bei den Zylinderlinsen 2n1 um erste Nebenlinsen. Diesen benachbart folgen je nach Anzahl 
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der zu erzeugenden Panoramagrammfelder weitere, nicht dargestellte Nebenlinsen. Die Bildprojektion 
erfolgt im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel uber einen zentral angeordneten Projektor 46 und zwei jeweils 
daneben befindliche Projektoren 47,48. Je nach Anzahl der zu projizierenden Perspektiven ist die Zahl der 
Projektoren jedoch veranderlich. In Figur 6 sind eine Mittenzone 49 und zwei Randzonen 50,51, also drei 

5 Panoramagrammfelder dargestellt. Die Anordnung der Projektoren 46,47,48 erfolgt entlang eines Kreisbo- 
gens 52, der auch die geometrische Verbindung aller Schnittpunkte der reflektierten Linsenstrahlen ist 
(optische Bildfeldkrummung). Der Radius des Kreisbogens 52 entspricht ungefahr dem halben Projektions- 
bzw. Betrachtungsabstand. Ein Schnittpunkt 53 wird von alien Hauptlinsenstrahlen 54,55,56 gebildet, ein 
Schnittpunkt 57 von alien ersten linken Nebenlinsenstrahlen 58,59,60 und ein Schnittpunkt 61 von alien 

w ersten rechten Nebenlinsenstrahlen 62,63,64. Der Ubersichtlichkeit wegen sind in der Figur 6 nur Lichtstrah- 
len 65,66,67 des zentralen Projektors 46 dargestellt. Diese unterscheiden sich von den Hauptlinsenstrahlen 
54,55,56 nur durch ihre Orientierung. 

Bei der Korrektur der Pitchbreite P der Zylinderlinsen 2 fur eine Selektivitatsverbesserung ist die 
Grundforderung zu stellen, da/3 im Zentrum der Mittenzone 49 und beispielsweise in den benachbarten 

75 Randzonen 50,51 sich die zentralen Strahlen jedes Strahlbundels der Hauptlinsen 2h und der ersten 
Nebenlinsen 2n1 in jeweils einem Punkt schneiden. D.h. alle von dem zentralen Projektor 46 ausgesendeten 
Lichtstrahlen 65,66,67 werden direkt durch die Hauptlinsen 2h in die Mittenzone 49 reflektiert; alle aus den 
unmittelbaren Nebenlinsen 2n1 austretenden Nebenlinsenstrahlen 58 bis 64 werden in die inneren Randzo- 
nen 50,51 reflektiert. Ist diese Forderung erfullt, kommen auch alle von den benachbarten Projektoren 47,48 

20 ausgesendeten und reflektierten Lichtstrahlen in Schnittpunkten auf dem Kreisbogen 52 zur Deckung (in 
Figur 6 nicht dargestellt). Sollen besonders viele nebeneinanderliegende Panoramagrammfelder genutzt 
werden, so kann es vorteilhaft sein, die Grundforderung zwar auf die Mittenzone 49, nicht aber auf die 
benachbarten Randzonen 50,51, sondern auf ubernachste Randzonen und damit auf zweite Nebenlinsen zu 
beziehen. Ein solcher Bezug hangt von den jeweiligen Bedingungen an die Wiedergabequalitat in bestimm- 

25 ten Panoramagrammfeldern ab. 

Praktisch erfullt wird die oben formulierte Forderung durch die Veranderung der Pitchbreite P der 
Zylinderlinsen 2 und zwar durch zu den Randbereichen 44,45 des Linsenrasterschirms 40 hin symmetrisch 
abnehmende Pitchbreite P. Damit ergibt sich im Mittenbereich 43 eine Pitchbreite Pm, die urn einen 
geringen Betrag gro/ter ist als die Pitchbreite Pr in den Randbereichen 44,45. Durch die Zylinderlinsen 2 

30 mit der geringeren Pitchbreite Pr wird eine geringe Drehung der reflektierten Linsenstrahlen 58 bis 64 in 
Richtung der Mittenzone 49 bewirkt, so da/3 die ohne Pitchbreiten-Korrektur in den Randzonen 50,51 
gestreuten Strahlen in den Schnittpunkten 57 und 61 zur Deckung kommen. Mit der Korrektur der 
Pitchbreite P wird deshalb bei dem gewahlten Ausfuhrungsbeipiel in Figur 6 eine deutliche Verbesserung 
der Bildqualitat in den Randbereichen 44,45 bewirkt. Bei dieser Art der Selektivitatsverbesserung wirkt sich 

35 eine konstante Schirmdicke T unterstutzend aus, da so keine unterschiedliche Aufweitung der einzelnen 
Linsenstrahlbundel auf Grund eines unterschiedlichen Abstandes der Reflexionsschicht 42 zu der Oberfla- 
che 8 der Zylinderlinsen 2 hervorgerufen wird. 

Zahlenmatfig sieht eine Korrektur der Pitchbreite P mit den angegebenen Parametern folgenderma/ten 
aus (die zahlenma/Sig gewahlten Parameter sind andere als die in der Figur 6 dargestellten, jede andere 

40 zahlenmatfige, technisch realisierbare Wahl ist moglich) : 



Projektoranzahl 


18 


Objektivdurchmesser 


25 mm 


Bildschirmbreite B 


2000 mm 


Projektions-/Betrachtungsabstand KR 


3500 mm 


Schirmdicke T 


6,491 mm 


Brechungsindex des Linsenrasterschirm-Materials 


1 ,495 mm 


Zylinderlinsenradius 


2,158 mm 


Innerste Pitchbreite Pm 


0,656 mm 


Au/terste Pitchbreite Pr 


0,630 mm 


Pitchbreitenabnahme 


0,026 mm 



Ist bei anderen Einsatzfallen eine Veranderung von Pitchbreite P und Schirmdicke T erforderlich, kann 
55 die Selektivitat wiederum gesteigert werden durch eine Veranderung des Krummungsradius K der Zylinderl- 
insen 2 in der Form, da/3 dieser zu den Randbereichen 44,45 hin zunimmt. 

Ein anderes Problem, das besonders dann auftritt, wenn der Linsenrasterschirm als gro/Sflachiger 
Projektionsschirm ausgebildet ist, wird in den folgenden Figuren 7 bis 10 behandelt. Derartige Projektions- 
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schirme sind in der Regel so gro/3, da/3 sie zur besseren Produzier- und Handhabbarkeit mindestens einmal 
geteilt sind. Die einzelnen Teile werden dann entsprechend miteinander verbunden. 

In Figur 7 ist ein Projektionsschirm 80 ohne weitere Einzelheiten dargestellt, der vertikal entlang einer 
Mittenlinie 81 einfach geteilt ist. Er besteht daher aus zwei Halften 82,83, die in ihrem Aufbau und in ihrer 

s Struktur spiegelbildlich bezuglich der Mittenlinie 81 identisch sind. Die Mittenlinie 81 ist deckungsgleich mit 
der entstandenen Teilungsnaht. 

Die Figur 8 zeigt einen Projektionsschirm 84, der zweifach symmetrisch geteilt ist, einmal entlang einer 
vertikalen Mittenlinie 85 und einmal entlang einer horizontalen Mittenlinie 86. Es entstehen vier Teile 87 bis 
90, die wiederum spiegelbildlich bezuglich der Mittenlinien 85,86 identisch sind. 

w In Figur 9 ist ein Projektionsschirm 91 dargestellt, der zwar auch zweifach geteilt ist, aber entlang 
zweier vertikaler Linien 92,93. Diese Linien 92,93 sind mittensymmetrisch derart angeordnet, da/3 ein gro/tes 
Mittelteil 94 und zwei schmale, spiegelbildlich identische Seitenteile 95,96 gebildet sind. Eine derartige 
Teilung ist beipielsweise dann sinnvoll, wenn der Projektionsschirm 91 pitchbreiten-korrigiert ist und die 
Korrekturma/te intervallweise zugeordnet sind. Das Mittelteil 94 kann eine konstante Pitchbreite P aufweisen 

75 und ist dementsprechend leicht herstellbar. Die Seitenteile 95,96 konnen identisch mit abnehmender 
Pitchbreite P ausgefuhrt sein und erfordern nur eine Herstellungsvorlage. 

Figur 10 zeigt einen vertikal und horizontal vielfach geteilten Projektionsschirm 97. Es entsteht eine der 
Teilung entsprechende Anzahl von Schirmsegmenten 98. Je nach den Anforderungen an den Projektions- 
schirm 97 konnen diese beipielsweise alle identisch sein (konstante Parametrierung), sie konnen abschnitts- 

20 weise zueinander identisch sein (intervallweise Parametrierung) oder sie konnen sich alle voneinander 
unterscheiden (segmentweise Parametrierung), was herstellungstechnisch jedoch aufwendig ist. 

In den Figuren 11, 12 und 13 sind einzelne Verfahrensschritte, wie sie weitgehend auch der in der 
Beschreibungseinleitung schon genannten DE-OS 22 60 985 entnommen werden konnen, zur Herstellung 
des Linsenrasterschirms mit Reliefstruktur R dargestellt. Bei diesem Verfahren wird der Linsenrasterschirm 

25 von einer Matrize mit Negativstruktur abgeformt. Die Matrize kann die gesamte Oberflachenstruktur des 
Linsenrasterschirms aufweisen oder nur Teile davon zur Herstellung geteilter Schirme. 

Die Figur 1 1 zeigt einen dem eigentlichen Herstellungsverfahren des Linsenrasterschirms vorgeordne- 
ten Schritt und zwar die Herstellung einer Matrize 100 selbst. Dabei wird eine erforderliche Negativstruktur 
101, die sich aus einer negativen Zylinderlinsenstruktur 102 und einer negativen Reliefstruktur 103 

30 zusammensetzt, mittels eines Schneidstichels 104 in die Matrize 100 geschnitten. Dieser Schneidstichel 
104 weist an seinem Ende eine Halbrundschneide 105 auf (jede andere sinnvolle Form ist moglich). Die 
negative Zylinderlinsenstruktur 102 wird damit in der Weise erzeugt, da/3 der Schneidstichel 104 mit einer 
vorgegebenen Eintauchtiefe 106, welche zum volligen Freischneiden der Reliefstruktur R fuhren mu/3, in die 
Matrize 100 einfahrt (Schneidhub) und benachbarte Bahnen 107 leicht uberlappend, mit beipielsweise 

35 wechselnder Vorschubrichtung schneidet. Diese Bewegungsvorgange sind in der Figur 11 durch entspre- 
chende Pfeile angedeutet. Dabei mu/3 bei Pitch-breitenkorrektur der Abstand zwischen zwei benachbarten 
Schneidbahnen 107 beispielsweise in Richtung beider Seitenrander 108,109 symmetrisch abnehmen, so 
da/3 auch bei konstanter Eintauchtiefe 106 die Pitchbreite P abnimmt. 

Die negative Reliefstruktur 103 wird dadurch erzeugt, da/3 der Schneidstichel 104 wahrend des 

40 Vorschubes fur die einzelnen Bahnen 107 noch einen dem Schneidhub uberlagerten wechselnden Stichel- 
hub ausfuhrt (in der Figur 11 angedeutet durch einen Doppelpfeil auf dem Schneidstichel 104). Die 
Frequenz und die Auslenkung dieses wechselnden Stichelhubes sind einzig bestimmend fur die Ausbildung 
der zu erzeugenden Reliefstruktur 103 (siehe Erlauterungen zu den Figuren 2 bis 5). Sie konnen konstant 
sein oder sich von Bahn zu Bahn 107 andern. Die Auslenkungen bewegen sich dabei im um-Bereich. Durch 

45 die Uberlappung der geschnittenen Bahnen 107 entstehen beim Schneiden Begrenzungslinien 110, die 
einen unregelma/3igen Verlauf haben. Mit der Art der Uberlagerung des Zylinderlinsen- und des 
Reliefstruktur-Schneidens konnen in sehr einfacher Weise beliebige Negativstrukturen 101 fur die Abfor- 
mung des Linsenrasterschirms hergestellt werden. 

Nach der oben beschriebenen Herstellung der Matrize 100 ist diese fur die Abformung eines oder 

50 mehrerer Linsenrasterschirme oder Teile davon bereit. Meist wird die Matrize 100 mehrfach -so oft wie 
moglich- verwendet. In einem nachsten Verfahrensschritt, dem eigentlichen Abformungsvorgang (nicht 
dargestellt), wird die Matrize 100 mit einem Linsenmaterial, welches im allgemeinen ein optisch geeigneter 
Kunststoff ist, abgeformt. Nachdem das Linsenmaterial ausgehartet ist, mu/3 die Matrize 100 wieder 
abgenommen werden. 

55 In der Figur 12 ist eine Moglichkeit der Trennung von der Matrize 100 und einem abgeformten 
Linsenrasterschirm 111 dargestellt. Ist die Matrize 100 flexibel, so la/3t sie sich in einfacher Weise wie eine 
Folie von dem Linsenrasterschirm 111 abziehen (in Figur 12 durch einen Pfeil angedeutet). Der Linsenra- 
sterschirm 111 kann derart sprode oder gro/3 sein, da/3 er selbst nur schwer von der Matrize 100 
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zerstorungsfrei abgenommen werden kann. Geeignete Materialien fur die flexible Matrize 100 sind Kunst- 
stoffe, aber auch weiehe, federnde Metalle wie Kupfer oder Messing. Auf ihrer strukturierten Oberflache 112 
weist die Matrize 100 aus Messingblech noch eine Silberbeschichtung zur besseren Trennfahigkeit auf. 

Der nachste Verfahrensschritt - nicht dargestellt - ist die Beschichtung der Ruckseite 113 (Fig. 12) des 
5 Linsenrasterschirms 111 mit einer Reflexionsschicht 114 (Fig. 13). Im gewahlten Ausfuhrungsbeispiel ist der 
Linsenrasterschirm 1 1 1 nur ein Teil eines gro/ten Projektionsschirms. Deshalb erfolgt noch eine Montage. 

Die Figur 13 zeigt den fertig montierten Projektionsschirm 115. Er ist aus vier identischen Linsenraster- 
schirmen 111 zusammengesetzt, die durch Punktklebung auf einer biegsamen Unterlage 116 fixiert sind. 
Diese Unterlage 116 wird in einen Rahmen 117 derart eingespannt, da/3 der Projektionsschirm 115 die 
w gewunschte Krummung aufweist. Nach der Montage ist damit beipielsweise ein 3D-Gro/3bildschirm fertigge- 
stellt, der durch das Linsenraster mit Reliefstruktur und Pitchbreitenkorrektur ein komfortables Betrachten 
sehr informativer, auto-stereoskopischer Stand- oder Bewegtbilder mit einer besonders hohen Bildwiederga- 
bequalitat gewahrleistet. 

75 Patentanspruche 

1. Linsenrasterschirm fur autostereoskopische Bildwahrnehmung mit einer Schirmdicke T und vertikal 
verlaufenden Zylinderlinsen des Krummungsradius K und der Pitchbreite P auf seiner Vorderseite, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 

20 die Zylinderlinsen (2) auf ihrer Oberflache (8) eine Reliefstruktur (R) zur Erzielung einer Antireflexwir- 
kung aufweisen, bei der infinitesimal kleine Reflexionsflachen (21,22) nach einem vorgegebenen, 
vertikal verlaufenden Muster (20) gegen die Achsen der Zylinderlinsen (2) geneigt sind. 

2. Linsenrasterschirm nach Anspruch 1 , 
25 dadurch gekennzeichnet, 6aB 

die Reliefstruktur (R) zwischen benachbarten Zylinderlinsen (2) einen Versatz (25) aufweist. 

3. Linsenrasterschirm nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 

30 die Pitchbreite P der Zylinderlinsen (2) symmetrisch von der Mitte des Linsenrasterschirms (1) zu 
dessen beiden Seitenrandern hin abnimmt. 

4. Linsenrasterschirm nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dafl 

35 dessen Schirmdicke T symmetrisch von der Mitte des Linsenrasterschirms (1) zu dessen beiden 
Seitenrandern hin zunimmt. 

5. Linsenrasterschirm nach den Anspruchen 3 und 4, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 

40 der Krummungsradius K der Zylinderlinsen (2) symmetrisch von der Mitte des Linsenrasterschirms (1) 
zu dessen beiden Seitenrandern hin zunimmt. 

6. Linsenrasterschirm nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dafl 

45 dessen Schirmdicke T konstant ist. 

7. Linsenrasterschirm nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 

dieser als Projektionsschirm (80,84,91,97,115) zur Grotfbildprojektion eine gro/te Bilddiagonale aufweist. 

50 

8. Linsenrasterschirm nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, 6aB 

dieser mindestens einfach geteilt ist. 

55 9. Linsenrasterschirm nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 

horizontale und / oder vertikale Teilungsnahte (81,85, 86,92,93) uber den Linsenrasterschirm 
(1,80,84,91,97,115) symmetrisch zueinander angeordnet sind. 
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© Aufgrund standig steigender Anforderungen an 
die Bildqualitat autostereoskopischer perspektivi- 
scher Darstellungen und Parallax-Panoramagramme 
sollen Storlichtreflexe auf dem Linsenrasterschirm 
vermieden und die Selektivitat in den seitlichen 
Randzonen des Linsenrasterschirms und in den au- 
/teren Panoramafeldern verbessert werden. Verbes- 
serungen sollen dabei stets mit einfachen Mitteln 
und damit okonomisch durchfuhrbar sein. 

Die Storlichtreflexe werden erfindungsgemafl 
durch eine Auffacherung in ihrer Intensitat derart 
gemindert, 6aB sie vom Betrachter kaum noch wahr- 
nehmbar sind. Die Auffacherung erfolgt durch eine 
moglichst unregelmatfige Reliefstruktur (R) im Mikro- 
meterbereich auf der Oberflache (3) des Linsenra- 
sterschirms (1). Die Verbesserung der Selektivitat 
wird durch eine Korrektur der Pitchbreiten P der 
Zylinderlinsen (2) erreicht. Au/3erdem konnen die 
Schirmdicke T sowie dann auch der Krummungsra- 
dius K der Zylinderlinsen (2) variiert werden. 

Linsenrasterschirme fur autostereoskopische 
Bildwahrnehmung, insbesondere Groflbild-Projek- 
tionsschirme. 
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